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Microscopia de forta atomica (AFM) este o metoda nedistructiva de investigare a suprafetelor, putand fi utilizata
pentru o gama variata de materiale (oxizi metalici, metale, compusi organici, biomateriale, etc.). Spre deosebire de
microscopia electronica, din masuratorile AFM pot fi evaluati parametrii de rugozitate (RMS si RA), valorile acestora
oferind informatii despre topografia suprafetei investigate. in acest context, studiul de fata prezintd date privind
aplicarea tehnicii AFM in caracterizarea suprafetelor unor biomateriale (titan sau acoperiri protective) utilizate in
implanturi. Astfel, prin intermediul masuratorilor AFM au fost evaluati parametrii de rugozitate ai unor plachete de
titan cu suprafete structurate, fiind puse in evidenta topografii diferite in functie de metoda folosita in modificarea
suprafetei metalice: prelucrare mecanica, corodare chimica sau iradiere laser. Prin stucturarea suprafetei plachetelor
metalice s-a urmarit imbunatatirea aderentei celulelor la implanturile pe baza de titan. Tn ceea ce priveste acoperirea
unor plachete de titan polisat cu straturi de nitrura de titan (TiN), pentru evitarea oxidarii metalului, s-a remarcat
faptul ca acestea tind sa copieze suprafata substratului. Stratul de TiN a fost obtinut prin tehnica depunerii laser
pulsate (PLD). Masuratorile AFM efectuate pe plachete de titan inainte si dupa acoperirea cu stratul de TiN (Fig. 1) au
relevat o crestere a rugozitatii suprafetei datorita aparitiei unor particule sferice generate in timpul depunerii PLD
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Fig. 1 Imaginea AFM (2umx2pm) a unui strat de TiN depus prin PLD pe substrat de
Ti polisat.
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